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摘要(译)

公开了一种用于改善在同一母基板上制造的面板的光学对准的装置。可
以消除影响产品质量的现有技术中的技术缺陷。用于改善在同一母基板
上制造的面板的光学对准的装置包括母基板（ 1 ），第一组（ 2 ）中的
N列芯片，N列第二组（ 3 ）中的芯片和光掩模（ 4 ）。第一组（ 2 ）中
的N列芯片和第二组中的N列芯片（ 3 ）以交替的方式排列并排列在母基
质（ 1 ）。第二组中芯片的面积（ 3 ）大于第一组中芯片的面积（ 2 
）。光掩模（ 4 ）覆盖第一组中的N列芯片（ 2 ）和第二组中的N列芯片
（ 3 >）使紫外线照射第一组（ 2 ）中的N列芯片和第二组中的N列芯片
（ 3 ），然后通过光掩模（ 4 的）。 N是正整数。该装置可用于制造
TFT-LCD。
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